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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Фізичні принципи іонно-плазмового синтезу та керування властивостями наноструктурних
складнокомпозиційних покриттів

Назва роботи англійською:
The physical principles of ion-plasma synthesis and control of the properties of nanostructured complex-
composite coatings

Реферат українською:
У даній роботі проведено дослідження параметрів синтезу тонких плівок диборида танталу, отриманих в
системах ВЧ і ПС-магнетронного розпорошення. Зроблено порівняльний аналіз енергетичних умов синтезу
цих плівок. Показано, що в залежності від методу використовуваного для отримання плівки (ВЧ або ПС),
істотно змінюється кількість і енергія іонів та нейтральних частинок, які беруть участь в осадженні і
формуванні плівки на поверхні підкладки, що призводить до формування покриттів в різних структурних
станах від аморфноподібного до нанокристалічного з текстурою зростання перпендикулярною площині
(001).

Реферат англійською:
In this report, the study of the parameters of the synthesis of thin films of tantalum diboride, obtained in systems
of RF and DC magnetron sputtering was carried out. A comparative analysis of the energy conditions for the
synthesis of these films is made. It has been shown that depending on the method used to obtain a film (RF or DC),
the quantity and energy of ions and neutral particles that are involved in film formation on the substrate surface
significantly change, which leads to the formation of coatings in different structural states from the amorphous to
nanocrystalline with a growth texture perpendicular to the plane (001).
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Фізичні принципи іонно-плазмового синтезу та керування властивостями
наноструктурних складнокомпозиційних покриттів.

Назва НТП англійською: Physical principles of ion-plasma synthesis and control of properties of
nanostructured complex composite coatings.
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Галузь застосування: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Зроблено порівняльний аналіз енергетичних умов синтезу плівок диборида танталу,
отриманих в системах ВЧ і ПС магнетронного розпорошення. Показано, що в залежності від методу
використовуваного для отримання плівки (ВЧ або ПС), істотно змінюється кількість і енергія іонів та
нейтральних частинок, які беруть участь в осадженні і формуванні плівки на поверхні підкладки, що
призводить до формування покриттів в різних структурних станах від аморфноподібного до
нанокристалічного з текстурою зростання перпендикулярною площині (001).
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